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(57)【要約】
　パルス電磁場を提供するマッサージ機器は、使用者の
身体に沿って移動可能に設けられるマウントフレームお
よびマウントフレームに突出するように設置されて使用
者の身体を加圧する指圧モジュールを含むマッサージユ
ニット；マウントフレームに指圧モジュールと独立して
設置され、印加される電源によってパルス電磁場を発生
させるパルス電磁場発生器；および指圧モジュールの動
作またはパルス電磁場の発生を制御するコントローラー
；を含むことができる。このようなマッサージ機器によ
ると、マッサージユニットにマッサージ動作を遂行する
指圧モジュールまたはエアーセルとは別途にパルス電磁
場発生器が設置され、パルス電磁場を発生させることが
できる。また、マッサージ動作が遂行される間、身体組
織の細胞の活性化または損傷した細胞の治癒などのパル
ス電磁場による効果を提供することができる。したがっ
て、マッサージ動作なしにパルス電磁場だけを提供する
場合、または連続的な電磁場だけを提供する場合に比べ
て使用者の疲労感を軽減させたり、疾患や病気を治療ま
たは予防する効果を倍加させることができる。また、パ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の身体に沿って移動可能に設けられるマウントフレームおよび前記マウントフレ
ームに突出するように設置されて前記使用者の身体を加圧する指圧モジュールを含むマッ
サージユニット；
　前記マウントフレームに前記指圧モジュールと独立して設置され、印加される電源によ
ってパルス電磁場を発生させるパルス電磁場発生器；および
　前記指圧モジュールの動作または前記パルス電磁場の発生を制御するコントローラー；
を含む、パルス電磁場を提供するマッサージ機器。
【請求項２】
　前記パルス電磁場発生器は、
　複数個で設けられる、請求項１に記載のパルス電磁場を提供するマッサージ機器。
【請求項３】
　前記複数のパルス電磁場発生器は、
　大きさまたは形態の異なるパルス電磁場発生器を含む、請求項２に記載のパルス電磁場
を提供するマッサージ機器。
【請求項４】
　前記パルス電磁場発生器は、
　前記指圧モジュールの間に配置される、請求項１に記載のパルス電磁場を提供するマッ
サージ機器。
【請求項５】
　前記コントローラーは、
　前記パルス電磁場の発生時点、発生終了時点、周波数、周期、幅、強度、および形態の
うち少なくとも一つを制御する、請求項１に記載のパルス電磁場を提供するマッサージ機
器。
【請求項６】
　前記コントローラーは、
　前記指圧モジュールの動作と連動して前記パルス電磁場が発生するように制御する、請
求項５に記載のパルス電磁場を提供するマッサージ機器。
【請求項７】
　前記コントローラーは、
　前記マッサージユニットの位置、移動速度、マッサージモード、およびマッサージ経過
時間のうち少なくとも一つに基づいて前記パルス電磁場の発生を制御する、請求項５に記
載のパルス電磁場を提供するマッサージ機器。
【請求項８】
　前記パルス電磁場発生器は、
　前記使用者の身体側に行くほど直径が大きくなるコーン（ｃｏｎｅ）状に設けられ、前
記発生したパルス電磁場を前記使用者の身体側に誘導する誘導部材を含む、請求項１に記
載のパルス電磁場を提供するマッサージ機器。
【請求項９】
　前記コントローラーは、
　５～１５Ｈｚのパルス電磁場が発生するように制御する、請求項５に記載のパルス電磁
場を提供するマッサージ機器。
【請求項１０】
　ハウジングに設置され、空気による膨張および収縮を繰り返しながら使用者の身体を加
圧するエアーセル；
　前記ハウジングの後面に前記エアーセルと独立して設置され、印加される電源によって
パルス電磁場を発生させるパルス電磁場発生器；および
　前記エアーセルの動作または前記パルス電磁場の発生を制御するコントローラー；を含
む、パルス電磁場を提供するマッサージ機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマッサージ機器に関するものであって、さらに詳細にはパルス電磁場（ＰＥＭ
Ｆ；Ｐｕｌｓｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｆｉｅｌｄ）を提供するマッサ
ージ機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近ウェルビーイングや週５日制の趨勢に合わせて、自分の肉体的な健康増進のために
多くの時間と費用を投資しており、老若男女、年齢層にかかわらず、健康管理、健康維持
、健康増進に対する人々の認識が高まっている。特に、多くの人々は疾患の早期発見ある
いは予防を目的に、病院などの医療施設で専門家の診断や助言を受けているだけでなく、
いわゆるスポーツジムのような非医療施設を利用して自分の健康管理や維持または増進の
ために努力している。
【０００３】
　また、家庭やヘルスクラブなどで自分の健康および体力を維持または増進したり、ある
いは疲労回復、ストレス解消として活用される器具、例えばランニングマシンのような運
動器具やマッサージ機器などが開発されて実生活に広く使われている。
【０００４】
　マッサージとは、手や特殊な器具で体をなでたり、揉んだり、押したり、引っ張ったり
、叩いたり、動かしたりして血液の循環を助け、疲れが取れるようにする医療補助療法の
一つである。機械的装置によってマッサージを遂行する器具をマッサージ機器と言い、マ
ッサージ機器は効果的なマッサージのために多様な機械要素が使われている。
【０００５】
　このようなマッサージ機器としては、使用者が気楽に座ってマッサージを受けることが
できるマッサージチェアの形態が主に使用されるが、このようなマッサージ機器は使用者
が気楽に座ってマッサージを受けることができるように、座席部と背もたれ部、アームレ
スト部、足マッサージ部などで構成され、それぞれの部分には使用者の脊椎と臀部、太腿
、脹脛、腕等に沿って移動しながらマッサージをするマッサージユニットが備えられてい
る。
【０００６】
　しかし、従来のマッサージ機器のマッサージユニットは、単に身体を揉んだり叩くなど
の機能しか遂行しないため、身体の筋肉の疲れを取る効果しか提供することができず、使
用者の病気や疾患の治療や予防効果を提供できないのが実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　マッサージ動作の遂行だけでなくパルス電磁場（ＰＥＭＦ；Ｐｕｌｓｅｄ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｆｉｅｌｄ）を発生させるマッサージ機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した課題を解決するために、下記のようなパルス電磁場を提供するマッサージ機器
が提供される。
【０００９】
　パルス電磁場を提供するマッサージ機器は、使用者の身体に沿って移動可能に設けられ
るマウントフレームおよびマウントフレームに突出するように設置されて使用者の身体を
加圧する指圧モジュールを含むマッサージユニット；マウントフレームに指圧モジュール
と独立して設置され、印加される電源によってパルス電磁場を発生させるパルス電磁場発
生器；および指圧モジュールの動作またはパルス電磁場の発生を制御するコントローラー
；を含むことができる。
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【００１０】
　パルス電磁場発生器は、複数個で設けられ得る。
【００１１】
　複数のパルス電磁場発生器は、大きさまたは形態の異なるパルス電磁場発生器を含むこ
とができる。
【００１２】
　パルス電磁場発生器は、指圧モジュールの間に配置され得る。
【００１３】
　コントローラーは、パルス電磁場の発生時点、発生終了時点、周波数、周期、幅、強度
、および形態のうち少なくとも一つを制御することができる。
【００１４】
　コントローラーは、指圧モジュールの動作と連動してパルス電磁場が発生するように制
御することができる。
【００１５】
　コントローラーは、マッサージユニットの位置、移動速度、マッサージモード、および
マッサージ経過時間のうち少なくとも一つに基づいてパルス電磁場の発生を制御すること
ができる。
【００１６】
　パルス電磁場発生器は、使用者の身体側に行くほど直径が大きくなるコーン（ｃｏｎｅ
）状に設けられ、発生したパルス電磁場を使用者の身体側に誘導する誘導部材を含むこと
ができる。
【００１７】
　コントローラーは、５～１５Ｈｚのパルス電磁場が発生するように制御するパルス電磁
場を提供することができる。
【００１８】
　パルス電磁場を提供するマッサージ機器は、ハウジングに設置され、空気による膨張お
よび収縮を繰り返しながら使用者の身体を加圧するエアーセル；ハウジングの後面にエア
ーセルと独立して設置され、印加される電源によってパルス電磁場を発生させるパルス電
磁場発生器；およびエアーセルの動作またはパルス電磁場の発生を制御するコントローラ
ー；を含むこともできる。
【発明の効果】
【００１９】
　前述したマッサージ機器によると、マッサージユニットにマッサージ動作を遂行する指
圧モジュールまたはエアーセルとは別途にパルス電磁場発生器が設置され、パルス電磁場
を発生させることができる。
【００２０】
　また、マッサージ動作が遂行される間、身体組織の細胞の活性化または損傷した細胞の
治癒などのパルス電磁場による効果を提供することができる。したがって、マッサージ動
作なしにパルス電磁場だけを提供する場合、または連続的な電磁場だけを提供する場合と
比べて、使用者の疲労感を軽減させたり、疾患や病気を治療または予防する効果を倍加さ
せることができる。
【００２１】
　また、パルス電磁場発生器が指圧モジュールまたはエアーセルと独立して配置されるこ
とによって、指圧モジュールまたはエアーセルによって加圧されない近隣部位にまでパル
ス電磁場を提供するなどの電磁場による効果範囲を広げることができ、独立的に脱着また
は取り換えが可能であるため、マッサージ機器の管理費用を節減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】パルス電磁場を提供するマッサージ機器の一実施例に係る斜視図。
【図２】図１に図示されたマッサージ機器から被覆材を除去して示した正面図。
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【図３】機械式マッサージユニットの動作を説明するための図面。
【図４】機械式マッサージユニットの構造を説明するための図面。
【図５】パルス電磁場発生器が設置されたマッサージユニットの一実施例に係る正面図。
【図６】パルス電磁場発生器が設置されたマッサージユニットの他の実施例に係る正面図
。
【図７】電磁場発生器の一実施例に係る形態を示した断面図。
【図８】誘導部材が設置されたパルス電磁場発生器の一実施例に係る形態を示した断面図
。
【図９】空圧式マッサージユニットが設置された足マッサージ部の一実施例に係る正面図
。
【図１０】空圧式マッサージユニットが設置された足マッサージ部の一実施例に係る断面
図。
【図１１】マッサージ機器の制御のための構成を示したブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書に記載された実施例と図面に図示された構成は開示された発明の好ましい一例
に過ぎず、本出願の出願時点において本明細書の実施例と図面を代替できる多様な変形例
が存在し得る。
【００２４】
　以下、添付された図面を参照してパルス電磁場を提供するマッサージ機器を後述された
実施例により具体的に説明する。図面で同じ符号は同じ構成要素を表す。
【００２５】
　図１はパルス電磁場を提供するマッサージ機器の一実施例に係る斜視図であり、図２は
図１に図示されたマッサージ機器で被覆材を除去して示した正面図である。
【００２６】
　図１および図２を参照すると、マッサージ機器はマッサージ機器の外観を形成する本体
１０、本体１０に着座した使用者にパルス電磁場を提供し、マッサージ動作を遂行するマ
ッサージユニット２０、およびマッサージユニット２０の動作を制御するコントローラー
（図１１の５０参照）を含む。ここで、パルス電磁場は印加される電源のオン／オフによ
りパルス形態で発生する電磁場を意味する。
【００２７】
　本体１０はマッサージ機器の骨格をなすハウジング１０ａおよびハウジング１０ａを覆
うように設置される被覆材１０ｂを含む。また、本体１０は座席部１１、背もたれ部１２
、左右一対のアームレスト部１３、足マッサージ部１４、および肩マッサージ部１５を含
むことができる。座席部１１、背もたれ部１２、アームレスト部１３、肩マッサージ部１
５、および足マッサージ部１４の後面には、それぞれの部位に対応してマッサージ動作を
遂行するマッサージユニット２０が設けられ得る。
【００２８】
　マッサージユニット２０は本体１０に着座した使用者の身体、例えば、背中、肩、首、
太腿、骨盤、腕、および足を叩いたり、揉んだり、または撫でるなどで加圧してマッサー
ジ動作を遂行できる。
【００２９】
　マッサージユニット２０は複数個で設けられ得る。例えば、マッサージユニット２０は
座席部１１および背もたれ部１２に対応するマッサージユニット２０、アームレスト部１
３に対応するマッサージユニット２０、肩マッサージ部１５に対応するマッサージユニッ
ト２０、および足マッサージ部１４に対応するマッサージユニット２０を含むことができ
る。
【００３０】
　複数のマッサージユニット２０は機械式マッサージユニットまたは空圧式マッサージユ
ニットで設けられ得る。ここで、機械式マッサージユニットは、モーターの駆動力によっ
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て使用者の身体を加圧する指圧モジュール２３を具備したマッサージユニットすなわち、
機械式で動作するマッサージユニットを意味し、空圧式マッサージユニットは、空気の注
入および引き出しによって膨張および収縮を繰り返すエアーセル２８が備えられたマッサ
ージユニットすなわち、空圧式で動作するマッサージユニットを意味し得る。
【００３１】
　複数のマッサージユニット２０は機械式マッサージユニットでのみ構成されるか、空圧
式マッサージユニットでのみ構成されてもよく、または機械式マッサージユニットおよび
空圧式マッサージユニットが複合的に構成されてもよい。ただし、説明の便宜のために、
以下では機械式マッサージユニットおよび空圧式マッサージユニットが複合的に構成され
たマッサージユニット２０であるものとして説明する。
【００３２】
　例えば、図２に図示された通り、座席部１１および背もたれ部１２に対応するマッサー
ジユニット２０は機械式マッサージユニットで設けられ、アームレスト部１３、肩マッサ
ージ部１５、および足マッサージ部１４に対応するマッサージユニット２０は空圧式マッ
サージユニットで設けられ得る。
【００３３】
　座席部１１および背もたれ部１２の内側に設けられたマッサージユニット２０は機械式
マッサージユニットであって、モーター（図４の２２および４３参照）の駆動力によって
ハウジング１０ａの長さ方向に沿って座席部１１および背もたれ部１２を移動しながら叩
く動作、または揉む動作などを遂行し、着座した使用者の身体を加圧することができる。
【００３４】
　図３は機械式マッサージユニットの動作を説明するための図面であり、図４は機械式マ
ッサージユニットの構造を説明するための図面である。
【００３５】
　図３および図４を参照すると、マッサージユニット２０はハウジング１０ａの長さ方向
に沿っていずれか一つの位置と他の一つの位置の間で往復移動可能に設けられたマウント
フレーム２１、マウントフレーム２１に設置されてマウントフレーム２１の移動に対応し
て往復移動しながら使用者の身体を加圧する指圧モジュール２３、およびマウントフレー
ム２１に設置されて印加される電源によってパルス電磁場を発生させるパルス電磁場発生
器３０を含むことができる。
【００３６】
　マウントフレーム２１の移動のために、ハウジング１０ａの後面にはマッサージ機器に
固定して設置されるレールフレーム４１、およびレールフレーム４１の内側に沿って設置
されるラックギア４２が設けられ得、マッサージユニット２０はラックギア４２と噛み合
って回転するようにマウントフレーム２１の両側に設けられたピニオンギア４４、および
ピニオンギア４４を回転させるモーター（４３、以下、「昇下降モーター」と称する）を
含むことができる。したがって、電源が印加されて昇下降モーター４３が動作すると、ピ
ニオンギア４４がラックギア４２と噛み合って回転し、マウントフレーム２１はラックギ
ア４２に沿って上下方向に移動するようになるのである。
【００３７】
　マウントフレーム２１は四角の板状に形成され、左右側の縁部分には４個のホイール２
４が側方向に突出して形成されてレールフレーム４１に挟まれて案内され得る。したがっ
て、前述したように、昇下降モーター４３の動作によってピニオンギア４４がラックギア
４２と噛み合って回転移動する時にホイール２４がレールフレーム４１に沿って案内され
るので、マウントフレーム２１が柔らかく円滑に移動できるようになる。ただし、前述し
たマウントフレーム２１の形状や、ホイール２４の個数は一例に過ぎないものであって、
これに限定されはしないものとする。
【００３８】
　マウントフレーム２１には使用者の身体を加圧するようにマウントフレーム２の前面に
指圧モジュール２３が突出して設置され得る。
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【００３９】
　指圧モジュール２３は、動力伝達部材を通じてモーター（２２、以下、「揺動モーター
」と称する）の軸に連結される揺動レバー２３ａ、揺動レバー２３ａの先端に支持される
マッサージアーム２３ｂ、およびマッサージアーム２３ｂの先端に支持された複数のマッ
サージローラー２３ｃを含むことができる。したがって、揺動モーター２２の作動時、揺
動モーター２２の駆動力によって揺動レバー２３ａが前後または左右方向に移動し、揺動
レバー２３ａの移動に対応してマッサージアーム２３ｂおよびマッサージローラー２３ｃ
が動作しながら使用者の身体を叩くまたは揉むなどのマッサージ動作を遂行することにな
る。
【００４０】
　また、前述したように、昇下降モーター４３の駆動力によってマウントフレーム２１は
ラックギア４２に沿って移動し、このようなマウントフレーム２１の移動に対応して指圧
モジュール２３が往復移動することになるが、この時、マッサージアーム２３ｂおよびマ
ッサージローラー２３ｃが使用者の身体に沿って上下方向に撫でるなどのマッサージ動作
を遂行できる。
【００４１】
　パルス電磁場発生器３０はマウントフレーム２１に設置され、マウントフレーム２１と
共に移動しながらパルス電磁場を発生して使用者の身体にパルス電磁場治療効果を提供す
る。パルス電磁場発生器３０の設置形態について図５および図６を参照してさらに具体的
に説明する。
【００４２】
　図５はパルス電磁場発生器が設置されたマッサージユニットの一実施例に係る正面図で
あり、図６はパルス電磁場発生器が設置されたマッサージユニットの他の実施例に係る正
面図である。
【００４３】
　図５および図６を参照すると、パルス電磁場発生器３０はマウントフレーム２１の前面
に設置され、マウントフレーム２１の前方にパルス電磁場を発生させることができる。
【００４４】
　パルス電磁場発生器３０は指圧モジュール２３と独立的にマウントフレーム２１に設置
され得る。パルス電磁場発生器３０は指圧モジュール２３の間、すなわち、マウントフレ
ーム２１の中央部に配置されてもよく、図示とは異なり、指圧モジュール２３の外側に配
置されたり、上側または下側に配置されてもよい。
【００４５】
　また、パルス電磁場発生器３０は複数個で設けられ得るが、単一のパルス電磁場発生器
３０が設けられることも可能である。パルス電磁場発生器３０が複数個で設けられる場合
、複数のパルス電磁場発生器３０は上下方向または左右方向等に所定の間隔をおいて配置
され得る。一例として、図５に図示された通り、複数のパルス電磁場発生器３０は別途の
ブラケット２１ａを通じて離隔して設置され得る。すなわち、マウントフレーム２１の上
端部および下端部のそれぞれに別途のブラケット２１ａが固定設置され、パルス電磁場発
生器３０はブラケット２１ａの前面部に設置され得る。他の例として、図６に図示された
通り、複数のパルス電磁場発生器３０はマウントフレーム２１に直接離隔して設置されて
もよい。
【００４６】
　また、複数のパルス電磁場発生器３０はすべて指圧モジュール２３の間に配置されても
よいが、図示とは異なって、すべてのパルス電磁場発生器３０が指圧モジュール２３の外
側に配置されたり、一部は指圧モジュール２３の間に配置され一部は指圧モジュール２３
の外側に配置されてもよい。
【００４７】
　また、複数のパルス電磁場発生器３０は同じ大きさおよび形態で設けられてもよいが、
互いに異なる大きさで設けられたりまたは互いに異なる形態で設けられてもよい。
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【００４８】
　図７は、電磁場発生器の一実施例に係る形態を示した断面図である。
【００４９】
　図７を参照すると、パルス電磁場発生器３０は円筒形の内側コア３１の外側に外側コイ
ル３２が巻かれた構造で構成され、外側コイル３２にパルス電圧が印加されることによっ
て内側コア３１に磁場が誘導されてパルス電磁場を発生させることができる。
【００５０】
　パルス電磁場発生器３０の内側コア３１はフェライトのような磁性体を使って構成され
得る。外側コイル３２は内側コア３１の外面に巻かれ、外側コイル３２の外側には不導体
からなるリング状の保護カバー３３が外側コイル３２および内側コア３１の外側を囲むよ
うに設置され得る。ただし、前述したものは一例示に過ぎず、パルス電磁場発生器３０は
印加される電圧によってパルス電磁場を発生させることができるものであれば、前述した
ものの他に多様な形態の公知とされているパルス電磁場発生器が適用されて構成されても
よい。
【００５１】
　また、パルス電磁場発生器３０は発生したパルス電磁場を使用者の身体側に誘導する誘
導部材（図８の３５参照）をさらに含むことができる。
【００５２】
　図８は、誘導部材が設置されたパルス電磁場発生器の一実施例に係る形態を示した断面
図である。
【００５３】
　図８を参照すると、誘導部材３５はパルス電磁場発生器３０の外側を囲むように設置さ
れ得る。誘導部材３５は使用者の身体側に行くほど直径が大きくなるコーン（ｃｏｎｅ）
状に形成されて、パルス電磁場発生器３０で発生したパルス電磁場が使用者の身体側に集
中され得るようにすることができる。誘導部材３５は使用者の身体側に行くほど直径が線
形的に大きくなる線形のコーン状を有してもよいが、この実施例でのように、直径が非線
形的に大きくなる放物線形になったものがパルス電磁場を増幅して身体部位に提供するの
により好ましい。
【００５４】
　誘導部材３５は前述した通り、発生したパルス電磁場を使用者の身体側に誘導するだけ
でなく、指圧モジュール２３の動作に干渉しないように外側への電磁場電波を遮断するた
めに、例えば、フェライトのような磁性体または金属で設けられるか、セラミック材質で
設けられ得る。
【００５５】
　パルス電磁場発生器３０で発生するパルス電磁場は、使用者身体の組織とその周囲に血
液の循環を増加させてより多くの酸素を細胞に供給することによって損傷した細胞の治癒
を効果的に助け、細胞の活性化、新陳代謝の促進、免疫システムの強化などの効果を提供
することになる。
【００５６】
　パルス電磁場発生器３０はマウントフレーム２１に設置され、マウントフレーム２１の
移動に対応して使用者の脊椎ラインに沿って移動しながら脊椎周辺の筋肉および神経系に
パルス電磁場効果を提供することができる。パルス電磁場発生器３０は指圧モジュール２
３と共にマウントフレーム２１に設置され、指圧モジュール２３が使用者の身体を加圧し
て叩きや揉み、撫でるなどを遂行する間、使用者の身体にパルス電磁場を提供することに
よって、マッサージ効果とともにマッサージが進行されている身体の各組織細胞の活性化
または損傷した細胞の治癒効果を提供することができる。パルス電磁場発生器３０は指圧
モジュール２３によるマッサージ動作が行われる途中にパルス電磁場を提供することによ
って、マッサージ動作なしにパルス電磁場だけを提供する場合、または連続的な電磁場だ
けを提供する場合に比べて、細胞の活性化または治癒効果を倍加させることができる。
【００５７】
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　パルス電磁場発生器３０がマウントフレーム２１の中央部に配置される場合、使用者の
経穴例えば、大杼、風門、肺兪、および厥陰兪などに沿ってパルス電磁場を提供すること
によって、細胞の活性化または治癒効果を増大させることができる。また、パルス電磁場
発生器３０が単一に設けられる場合に比べて複数のパルス電磁場発生器３０が設けられる
場合、パルス電磁場の効果をさらに増大させることができる。
【００５８】
　また、パルス電磁場発生器３０はマウントフレーム２１に指圧モジュール２３とは独立
して配置されることによって、指圧モジュール２３により加圧される身体部位だけでなく
、加圧されない近隣部位にまでパルス電磁場を提供し、電磁場による治癒効果の範囲を広
げることができる。パルス電磁場発生器３０が独立配置されることによって、パルス電磁
場発生器３０は指圧モジュール２３と独立して脱着または取り換えされ得る。
【００５９】
　再び図１を参照すると、アームレスト部１３、肩マッサージ部１５、および足マッサー
ジ部１４に設けられたマッサージユニット２０は空圧式マッサージユニットであって、空
気の注入および引き出しによって膨張および収縮を繰り返すエアーセル２８を含んで着座
した使用者の腕、肩、および足などを加圧することができる。
【００６０】
　図９は空圧式マッサージユニットが設置された足マッサージ部の一実施例に係る正面図
であり、図１０は空圧式マッサージユニットが設置された足マッサージ部の一実施例に係
る断面図である。
【００６１】
　図９および図１０を参照すると、マッサージユニット２０は、ハウジング１０ａに設置
されて空気の注入および引き出しにより膨張および収縮を繰り返しながら身体を加圧する
エアーセル２８、エアーセル２８にエアーを注入しエアーセル２８から空気を引き出す作
用を遂行する給排気モジュール２９、およびハウジング１０ａの後面に設置されるパルス
電磁場発生器３０を含むことができる。
【００６２】
　エアーセル２８はハウジング１０ａに設置されるものであって、被覆材１０ｂの後面に
設置されてもよく、被覆材１０ｂの前面に被覆材１０ｂと分離可能に設置されてもよい。
エアーセル２８は給排気モジュール２９から供給される空気によって膨張し、給排気モジ
ュール２９から発生するエアー吸入力によって収縮する現象を繰り返しながら身体を加圧
してマッサージ動作を遂行できる。
【００６３】
　給排気モジュール２９は空気を圧縮して供給する空圧ポンプ、空圧ポンプからエアーセ
ル２８へのエアーの供給を制御する流路制御バルブを含むなど、公知の多様な給排気モジ
ュールが適用され得る。
【００６４】
　パルス電磁場発生器３０は使用者の身体にパルス電磁場を提供するように、ハウジング
１０ａの後面に固定設置される。パルス電磁場発生器３０はハウジング１０ａの後面に直
接設置されてもよく、ハウジング１０ａに囲まれてハウジング１０ａを支持する支持フレ
ームに設置されてもよい。
【００６５】
　パルス電磁場発生器３０はエアーセル２８の間に配置されてもよく、図示とは異なり、
エアーセル２８の外側に配置されたり、上側または下側に配置されてもよい。パルス電磁
場発生器３０が複数個で設けられる場合、複数のパルス電磁場発生器３０はすべてエアー
セル２８の間に配置されてもよいが、これとは異なり、すべてエアーセル２８の外側に配
置されたり、一部はエアーセル２８の間に配置され一部はエアーセル２８の外側や、上側
または下側に配置されてもよい。
【００６６】
　また、複数のパルス電磁場発生器３０はすべて同じ大きさおよび形態で設けられてもよ
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いが、互いに異なる大きさで設けられたりまたは互いに異なる形態で設けられてもよい。
【００６７】
　前述した通り、空圧式マッサージユニットの場合、マッサージユニット２０はエアーセ
ル２８と共にパルス電磁場発生器３０を含んで、エアーセル２８が使用者のが腕、肩、お
よび足などを加圧する間、手首関節、肩関節、膝関節、足首関節などにパルス電磁場の効
果を提供することができる。
【００６８】
　パルス電磁場発生器３０はエアーセル２８と独立して配置されることによって、エアー
セル２８により加圧されない近隣部位にまでパルス電磁場を提供するなどの電磁場による
治癒効果を広げることができ、エアーセル２８と独立して脱着または取り換えされ得る。
【００６９】
　パルス電磁場発生器３０は、コントローラー（図１１の５０参照）の制御によって電源
のオン／オフが繰り返されながらパルス電磁場を発生させる。コントローラー５０につい
て図１１を参照してより具体的に説明する。
【００７０】
　図１１は、マッサージ機器の制御のための構成を示したブロック図である。
【００７１】
　図１１を参照すると、コントローラー５０は揺動モーター２２、昇下降モーター４３、
パルス電磁場発生器３０、および給排気モジュール２９の動作を制御することができる。
【００７２】
　コントローラー５０は、揺動モーター２２および昇下降モーター４３を駆動させてマッ
サージユニット２０の前後、左右、または上下方向への往復移動を制御することができる
。コントローラー５０は給排気モジュール２９による空気の注入および引き出しを制御す
ることができる。
【００７３】
　コントローラー５０はパルス電磁場発生器３０に電源を印加してパルス電磁場の発生お
よびパルス信号を制御することができる。コントローラー５０はパルス電磁場発生器３０
に印加される電源のオン／オフ、オン／オフ時点および強度などを制御してパルス電磁場
の発生時点、発生終了時点、周波数、周期、幅、強度および形態などを制御することがで
きる。
【００７４】
　コントローラー５０は、揺動モーター２２、昇下降モーター４３、または給排気モータ
ー２９の動作と連動してパルス電磁場発生器３０に印加される電源を制御することによっ
て、マッサージユニット２０の指圧モジュール２３またはエアーセル２８によるマッサー
ジが行われる間、パルス電磁場が発生するように制御することができる。マッサージユニ
ット２０のマッサージ動作時、パルス電磁場発生器３０はコントローラー５０からパルス
信号の印加を受けて略５～１５Ｈｚのパルス電磁場を発生することが好ましく、１４．１
Ｈｚのパルス電磁場を発生することが身体の細胞の活性化および治癒効果の提供の側面で
最も好ましいものと確認された。
【００７５】
　コントローラー５０は、マッサージユニット２０の位置、移動速度、マッサージモード
、およびマッサージ経過時間などによってパルス電磁場発生器３０に印加される電源を調
節して、使用者の身体部位、マッサージモード、マッサージ経過時間により調節されたパ
ルス電磁場を提供することもできる。すなわち、コントローラー５０は、マッサージユニ
ット２０の位置、上下方向への移動速度、マッサージモード、マッサージ経過時間などに
よって、最適条件のパルス周波数、周期、幅、強度のパルス電磁場を提供するようにパル
ス電磁場発生器３０を制御することができる。
【００７６】
　このために、コントローラー５０は、パルス電磁場発生器３０の外側コイル３２に磁界
パルスエネルギーを出力するスイッチング出力素子、スイッチング出力素子の入力に印加
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する制御パルス信号を発生する信号制御部、安定電源を供給するスイッチングレギュレー
ター、Ｉ／Ｏポート、電源供給器を含むことができる。この時、信号制御部はスイッチン
グ出力素子を駆動するパルス系列を発生する部分であって、内蔵しているマイクロコント
ローラーに、最適条件のパルス周波数、周期、幅、および強度を算出させて、パルス信号
を発生して出力することができる。
【００７７】
　以上、例示された図面を参照してパルス電磁場を提供するマッサージ機器の実施例を説
明したが、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者は、本発明がその技術的思想
や必須の特徴を変更することなく他の具体的な形態で実施され得ることが理解されるはず
である。したがって、以上で記述した実施例はすべての面で例示的なものであり、限定的
なものではないと理解されるべきである。
【００７８】
　本発明はマッサージ機能を有するマッサージチェアまたはマッサージ機器に適用され得
る。
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【要約の続き】
ルス電磁場発生器が指圧モジュールまたはエアーセルと独立して配置されることによって、指圧モジュールまたはエ
アーセルによって加圧されない近隣部位にまでパルス電磁場を提供するなどの電磁場による効果範囲を広げることが
でき、独立して脱着または取り換え可能であるためマッサージ機器の管理費用を節減させることができる。
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